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Beschreibung
GEBIET DER ERFINDUNG

[0001] Die vorliegende und beanspruchte Erfindung
betrifft das Gebiet der Flachbildschirmanzeigen. Im
Besonderen betrifft die vorliegende Erfindung die Bil-
dung einer Zeilenelektrode fiir eine Flachbildschirm-
struktur.

STAND DER TECHNIK

[0002] Feldemissionsanzeigevorrichtungen umfas-
sen fur gewdhnlich mehrere Schichten. Die Schich-
ten werden unter Verwendung verschiedener Ferti-
gungsprozessschritte gebildet oder abgeschieden.
Die dem Stand der Technik entsprechende Abbildung
aus Fig. 1A ist eine schematische Seitenschnittsan-
sicht eines Abschnitts einer einwandfreien herkémm-
lichen Struktur einer Feldernissionsanzeige. Im Be-
sonderen veranschaulicht die dem Stand der Technik
entsprechende Abbildung aus Fig. 1A eine Zeilene-
lektrodenschicht 100 mit einer tiberlagernden Wider-
standsschicht 102 und einer Uberlagernden dielektri-
schen Zwischenmetallschicht 104. Die Feldemitter-
strukturen, die fir gewohnlich unter 106a und 106b
dargestellt sind, sind in Vertiefungen angeordnet dar-
gestellt, die in der dielektrischen Zwischenmetall-
schicht 104 ausgebildet sind. Eine Spaltenelektrode
108 ist oberhalb der dielektrischen Zwischenmetall-
schicht 104 dargestellt. Wie dies bereits vorstehend
beschrieben worden ist, veranschaulicht die dem
Stand der Technik entsprechende Abbildung aus
Fig. 1 schematisch einen Abschnitt einer tadellosen
herkdmmlichen Feldemissionsanzeigestruktur. Die
herkdmmlichen Feldemissionsanzeigestrukturen
sind jedoch fiir gewdhnlich nicht einwandfrei. Das
heil3t, Fertigungs- und Herstellungsprozessschwan-
kungen flhren haufig zur Bildung einer Feldemissi-
onsanzeigestruktur, die signifikante Fehler aufweist.

[0003] In Bezug auf die nachste dem Stand der
Technik entsprechende Abbildung aus Fig. 1B zeigt
diese eine seitliche Schnittansicht eines Abschnitts
einer Feldemissionsanzeigestruktur, die Fehler auf-
weist. Wahrend der Fertigung der herkdmmlichen
Feldemissionsanzeigestrukturen werden die vorste-
hend genannten Schichten haufig kaustischen oder
anderweitig schadlichen Substanzen ausgesetzt. Im
Besonderen wird die Zeilenelektrodenschicht 100
wahrend der Fertigung verschiedener sich Uberla-
gernder Schichten haufig Verfahren bzw. Prozessen
ausgesetzt, welche die Integritat der Zeilenelektrode
100 nachteilig beeinflussen. Wie dies in dem Ausfih-
rungsbeispiel aus der dem Stand der Technik ent-
sprechenden Abbildung aus Fig. 1B dargestellt ist,
kénnen bestimmte Fertigungsprozessschritte die Zei-
lenelektrode 100 auf schadliche Weise atzen oder
korrodieren. Einige herkdmmliche Fertigungsprozes-
se kdnnen sogar zu der vollstandigen Entfernung zu-

mindest von Teilstlicken der Zeilenelektrode 100 fuh-
ren. Eine derartige Verschlechterung der Zeilenelek-
trode 100 kann die Feldemissionsanzeigevorrichtung
fehlerhaft und sogar funktionsunfahig gestalten.

[0004] In Bezug auf die nachste dem Stand der
Technik entsprechende Abbildung aus Fig. 1C ist
eine seitliche Schnittansicht eines Teilstlicks einer
weiteren Feldemissionsanzeigestruktur dargestellt,
die Fehler aufweist. Zusatzlich zu unerwinschter
Korrosion oder Atzung der Zeilenelektrode kénnen
andere Fehler auftreten, welche den Zustand der
Feldemissionsanzeigestruktur verschlechtern oder
die Struktur funktionsunfahig machen. In dem in der
dem Stand der Technik entsprechenden Fig. 1C dar-
gestellten Ausfiihrungsbeispiel stellt das Merkmal
110 einen ,Kurzschluss" dar, der sich zwischen der
Zeilenelektrode 100 und der Spaltenelektrode 108
erstreckt. Derartige Kurzschlisse konnen in einer
herkdmmlichen  Feldemissionsanzeigevorrichtung
auftreten, wenn die Zeilenelektrode nicht ordnungs-
gemal von der Gate-Elektrode isoliert ist. Das heil3t,
wenn eine Region auf der leitfahigen Oberflache der
Zeilenelektrode exponiert wird und somit nicht ord-
nungsgemal in Bezug auf die Gate-Elektrode isoliert
ist, so kann ein Kurzschluss mit der Gate-Elektrode
auftreten. Teilstlicke bzw. Abschnitte der Zeilenelekt-
rode kénnen frei bleiben, wenn die Abscheidung der
verschiedenen Schichten Uber der Zeilenelektrode
nicht einheitlich oder vollstandig ist, oder wenn sich
der Zustand der Schichten durch folgende Prozess-
schritte verschlechtert (z.B. durch Atzen oder Korro-
sion). Die ungleichmaflige Abscheidung oder Zu-
standsverschlechterung der Schichten zwischen der
Zeilenelektrode und der Spaltenelektrode kann zur
Existenz nicht isolierender Pfade fiihren, die sich von
der Zeilenelektrode zu der Spaltenelektrode erstre-
cken. Ein derartiger Kurzschluss kann die Feldemis-
sionsanzeigenvorrichtung fehlerhaft und sogar funk-
tionsuntichtig gestalten. Alle der vorstehend ge-
nannten Fehler fiihren zu einer geringeren Zuverlas-
sigkeit und Ergiebigkeit der Feldemissionsanzeige-
vorrichtung.

[0005] EP-A-0364964 offenbart Strukturen und Ver-
fahren zur Fertigung fir Feldemissionskathoden mit
Kathodenspitzen sehr kleiner GroRe. Das U.S. Pa-
tent US-A-5.075.591 offenbart eine Flachbildschirm-
anzeige mit Matrixadressierung, und es umfasst eine
untere planare Anordnung rdumlich getrennter, paral-
leler, elektrisch leitfahiger Zuleitungen und eine Ma-
trixanordnung von Feldemissionskathoden, die mit
der unteren planaren Anordnung elektrisch leitfahiger
Zuleitungen verbunden sind und sich von dieser nach
oben erstrecken. JP 5.094.760 stellt eine Feldemissi-
onskomponente (FEC) bereit, mit einem Oxidfilm mit
einheitlicher Dicke als eine Widerstandsschicht zwi-
schen einer Kathodenelektrode und einem Emitter.

[0006] Bendtigt wird somit eine Zeilenelektroden-
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struktur und ein Verfahren zum Bilden einer Zeilene-
lektrode, die wahrend folgenden Prozess- bzw. Ver-
fahrensschritten, die wahrend der Herstellung einer
Feldemissionsanzeigevorrichtung eingesetzt wer-
den, weniger anfallig in Bezug auf Beschadigungen
ist. Ferner bendétigt werden eine Zeilenelektroden-
struktur und ein Verfahren zum Bilden einer Zeilene-
lektrode zur Verwendung in einer Feldemissionsan-
zeigevorrichtung, wobei die Zeilenelektrode das Auf-
treten von Zeilen-Spalten-Kurzschlissen reduziert.
Ferner bendtigt werden eine Zeilenelektrodenstruktur
und ein Verfahren zum Bilden einer Zeilenelektrode,
welche die Zuverlassigkeit und die Ergiebigkeit ver-
bessern.

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

[0007] Vorgesehen ist gemal der vorliegenden Er-
findung ein Verfahren zum Bilden einer Zeilenelektro-
de, die weniger anfallig ist fur Beschadigungen wah-
rend folgenden Prozessschritten, die wahrend der
Herstellung der Feldemissionsanzeigevorrichtung
zum Einsatz kommen. Vorgesehen ist gemaR der
vorliegenden Erfindung ein Verfahren zur Bildung ei-
ner Zeilenelektrode zur Verwendung in einer Felde-
missionsanzeigevorrichtung, wobei die Zeilenelektro-
de das Auftreten von Zeilen-Spalten-Kurzschlissen
reduziert. Vorgesehen ist gemal der vorliegenden
Erfindung ein Verfahren zur Bildung einer Zeilenelek-
trode, das die Zuverlassigkeit und die Ergiebigkeit
verbessert.

[0008] Die vorliegende Erfindung umfasst das Ab-
scheiden einer Widerstandsschicht Gber Abschnitten
einer Zeilenelektrode. Als nachstes wird eine dielekt-
rische Zwischenmetallschicht Gber die Zeilenelektro-
de abgeschieden. Die dielektrische Zwischenmetall-
schicht wird Uber Abschnitten der Widerstands-
schicht und Uber Anschlussflachen der Zeilenelektro-
de abgeschieden. Nach der Abscheidung der dielek-
trischen Zwischenmetallschicht wird die Zeilenelekt-
rode einem Anodisierungsverfahren ausgesetzt, so
dass die frei liegenden oder versehentlich abgedeck-
ten Bereiche der Zeilenelektrode anodisiert werden.
Dabei sieht die vorliegende Erfindung eine Zeilene-
lektrodenstruktur vor, welche in Bezug auf Zei-
len-Spaltenelektroden-Kurzschliisse widerstandsfa-
hig ist und welche vor folgenden Prozessschritten ge-
schitzt ist.

[0009] Diese und weitere Aufgaben und Vorteile der
vorliegenden Erfindung werden zweifelsfrei fur den
Durchschnittsfachmann auf dem Gebiet beim Lesen
der folgenden genauen Beschreibung der bevorzug-
ten Ausflhrungsbeispiele deutlich, die in den ver-
schiedenen Abbildungen der Zeichnungen darge-
stellt sind.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0010] Die beigefigten Zeichnungen, die als Teil
dieser Patentschrift in dieser enthalten sind, veran-
schaulichen Ausfuhrungsbeispiele der Erfindung und
dienen in Verbindung mit der Beschreibung der Er-
lAuterung der Grundsatze der Erfindung. Die Be-
schreibung und die Zeichnungen enthalten Beispiele,
die keine Ausflihrungsbeispiele der beanspruchten
Erfindung darstellen, sondern fiir das Verstandnis der
vorliegenden Erfindung nitzlich sind. Es zeigen:

[0011] Fig. 1A eine dem Stand der Technik entspre-
chende seitliche Schnittansicht einer makellosen her-
kémmlichen Feldemissionsanzeigestruktur;

[0012] Fig. 1B eine dem Stand der Technik entspre-
chende seitliche Schnittansicht einer herkdmmlichen
Feldemissionsanzeigestruktur, die Fehler aufweist;

[0013] Fig. 1C eine dem Stand der Technik entspre-
chende seitliche Schnittansicht einer weiteren her-
kdmmlichen Feldemissionsanzeigestruktur, die Feh-
ler aufweist;

[0014] Eig. 2 eine Draufsicht einer selektiv maskier-
ten Zeilenelektrode;

[0015] Fig. 3 eine Draufsicht einer Zeilenelektrode,
die selektiv anodisiert worden ist;

[0016] Fig. 4 eine seitliche Schnittansicht einer an-
odisierten Zeilenelektrode;

[0017] Eig. 5 eine seitliche Schnittansicht einer an-
odisierten Zeilenelektrode mit einem Tantalmantel;

[0018] Fig. 6 eine seitliche Schnittansicht einer an-
odisierten, mit Tantal Gberzogenen Zeilenelektrode;

[0019] Fig. 7A eine seitliche Schnittansicht einer
Zeilenelektrode, bevor diese einem Anodisie-
rungs-Maskierungsprozess gemaf der beanspruch-
ten vorliegenden Erfindung ausgesetzt wird;

[0020] Fig. 7B eine seitliche Schnittansicht einer
Zeilenelektrode wahrend einem ersten Schritt eines
Anodisierungs-Maskierungsprozesses gemal der
beanspruchten vorliegenden Erfindung; und

[0021] Fig. 7C eine seitliche Schnittansicht einer
Zeilenelektrode wahrend einem zweiten Schritt eines
Anodisierungs-Maskierungsprozesses gemal der
beanspruchten vorliegenden Erfindung.

[0022] Hiermit wird festgestellt, dass die in der vor-
liegenden Beschreibung genannten Zeichnungen
nicht mal3stabsgetreu gezeichnet sind, sofern dies
hierin nicht ausdricklich erwahnt wird.
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BESCHREIBUNG DER BEVORZUGTEN AUSFUH-
RUNGSBEISPIELE

[0023] Nachstehend wird im Detail auf die bevor-
zugten Ausfiihrungsbeispiele der vorliegenden Erfin-
dung Bezug genommen, wobei entsprechende Bei-
spiele in den beigefligten Zeichnungen veranschau-
licht sind. Die Erfindung wird zwar in Bezug auf die
bevorzugten Ausfihrungsbeispiele beschrieben, wo-
bei hiermit jedoch festgestellt wird, dass die vorlie-
gende Erfindung nicht auf diese Ausfuihrungsbeispie-
le beschrankt ist. Vielmehr soll die Erfindung auch Al-
ternativen, Modifikationen und Aquivalente einschlie-
Ren, die gemal dem durch die anhangigen Anspri-
che definierten Umfang der Erfindung méglich sind.
Ferner sind in der folgenden genauen Beschreibung
der vorliegenden Erfindung zahlreiche besondere
Einzelheiten ausgefiihrt, um ein umfassendes Ver-
standnis der vorliegenden Erfindung zu vermitteln.
Fir den Durchschnittsfachmann auf dem Gebiet ist
es jedoch ersichtlich, dass die vorliegende Erfindung
auch ohne diese besonderen Einzelheiten ausge-
fuhrt werden kann. In anderen Fallen wurde auf die
genaue Beschreibung allgemein bekannter Verfah-
ren, Ablaufe, Komponenten und Schaltungen ver-
zichtet, um die Aspekte der vorliegenden Erfindung
nicht unndtig zu verschleiern.

[0024] In folgendem Bezug auf die Abbildung aus
Fig. 2 zeigt diese eine Draufsicht einer maskierten
Zeilenelektrode 200. In dem vorliegenden Beispiel
wird die Zeilenelektrode durch Abscheiden einer leit-
fahigen Materialschicht und Mustern der leitfahigen
Materialschicht gebildet, so dass die Zeilenelektrode
200 gebildet wird. In dem vorliegenden Beispiel wird
die Zeilenelektrode 200 aus Aluminium gebildet. Die
vorliegende Erfindung eignet sich jedoch auch gut
zur Verwendung mit einer Zeilenelektrode, welche
mehr als einen Typ von leitfahigem Material umfasst.
In einem weiteren Beispiel umfasst die Zeilenelektro-
de 200 Aluminium mit einem oberen Oberflachenu-
berzug mit Tantal. In einem weiteren Beispiel umfasst
die Zeilenelektrode 200 Aluminium mit einem Uber-
zug aus Tantal der oberen Oberflache und der seitli-
chen Oberflachen. Obwohl in Bezug auf die vorlie-
gende Erfindung ein derartiges Verfahren zur Bildung
einer Zeilenelektrode beschrieben wird, eignet sich
die vorliegende Erfindung auch gut zum Einsatz in
Verbindung mit Zeilenelektroden, die unter Verwen-
dung verschiedener beispielhafter anderer Techniken
oder Verfahren zur Bildung einer Zeilenelektrode her-
gestellt werden. In der folgenden Beschreibung wird
zum besseren Verstandnis nur eine einzige Zeilene-
lektrode 200 dargestellt und beschrieben. Hiermit
wird festgestellt, dass sich die vorliegende Erfindung
ebenso fur eine Implementierung mit einer Anord-
nung derartiger Zeilenelektroden eignet.

[0025] In weiterem Bezug auf die Abbildung aus
Fig. 2 wird die Zeilenelektrode 200 in dem vorliegen-

den Beispiel selektiv maskiert, so dass erste Regio-
nen 202, 204a und 204b der Zeilenelektrode 200
maskiert werden, und so dass zweite Regionen 206
der Zeilenelektrode 200 nicht maskiert werden. Im
Besonderen handelt es sich in dem vorliegenden Bei-
spiel bei den ersten maskierten Regionen um die
Oberflachenbereiche der Zeilenelektrode 200, die
leitfahig sein missen. In dem vorliegenden Beispiel
handelt es sich bei den maskierten Regionen 202
zum Beispiel um Teilpixelbereiche der Zeilenelektro-
de 200. Das heilt, die maskierten Regionen 202 ent-
sprechen Positionen, an denen die Zeilenelektrode
mit Teilpixelregionen auf dem Schirmtrager der Feld-
emissionsanzeigestruktur ausgerichtet sind. In dem
vorliegenden Beispiel stellen die maskierten Regio-
nen 204a und 204b ferner Anschlussflachen der Zei-
lenelektrode 200 dar. Die Anschlussflachen werden
zum Koppeln der Zeilenelektrode 200 mit einer
Stromquelle verwendet. Die zweiten unmaskierten
Regionen 206 sind die Oberflachenbereiche der Zei-
lenelektrode 200, die nicht leitfahig sein missen, da-
mit die Feldemissionsanzeigevorrichtung ordnungs-
gemal funktioniert. In dem vorliegenden Beispiel
umfassen die unmaskierten Regionen 206 alle frei
liegenden Oberflachen der Zeilenelektrode, die we-
der Teilpixelbereiche noch Anschlussflachen darstel-
len. In weiterem Bezug auf die Abbildung aus Eig. 2
wird in dem vorliegenden Beispiel die selektive Mas-
kierung der Zeilenelektrode 200 unter Verwendung
einer Anodisierungs-Fotomaske erreicht. Hiermit
wird jedoch festgestellt, dass die selektive Maskie-
rung der Zeilenelektrode 200 unter Verwendung ver-
schiedener anderer Maskierungsarten und Maskie-
rungsverfahren erreicht werden kann.

[0026] In folgendem Bezug auf die Abbildung aus
Eig. 3 zeigt diese eine Draufsicht der Zeilenelektrode
200 aus Fig. 2, nachdem die Zeilenelektrode einem
Anodisierungsprozess ausgesetzt worden ist. In dem
vorliegenden Beispiel wird die selektiv maskierte Zei-
lenelektrode 200 einem Anodisierungsprozess aus-
gesetzt, wie zum Beispiel unter Verwendung einer Zi-
tronensaureldsung, um den Anodisierungsprozess
zu erreichen. Dabei wird die Zeilenelektrode 200 an
den unmaskierten Regionen 206 anodisiert und an
den Regionen 202, 204a und 204b nicht anodisiert.
Somit werden die Oberflachenbereiche der Zeilene-
lektrode 200, die leitfahig sein missen (z.B. Teilpixel-
bereiche und Anschlussflachen), nicht anodisiert,
und wobei die Oberflachenbereiche der Zeilenelekt-
rode 200 anodisiert werden, die nicht leitfahig sein
mussen (z.B. andere Bereiche als die Teilpixelberei-
che und die Anschlussflachen). Durch selektives An-
odisieren der Zeilenelektrode stellt das vorliegende
Beispiel eine Zeilenelektrodenstruktur 200 bereit, die
weniger anfallig fur Beschadigungen wahrend folgen-
den Prozessschritten ist, die wahrend der Fertigung
der Feldemissionsanzeigevorrichtung eingesetzt
werden. Somit werden grof3e Abschnitte (d.h. die an-
odisierten Bereiche 206 der Zeilenelektrode 200)
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schitzend lberzogen und dadurch vor schadlichen
Mitteln geschutzt, welche die Zeilenelekirode 200
wahrend der folgenden Fertigung einer Feldemitter-
anzeigevorrichtung anderenfalls atzen/korrodieren
kénnen.

[0027] Da die Oberflache der Zeilenelektrode 200
an den anodisierten Abschnitten 206 nicht hoch leit-
fahig ist, wird als ein weiterer Vorteil die Elektronene-
mission von diesen Bereichen deutlich reduziert.
Folglich werden durch das vorliegende Anodisie-
rungsbeispiel Zeilen-Spalten-Kurzschliisse so gering
wie mdglich gehalten. Durch die Reduzierung der
Zeilen-Spalten-Kurzschlisse sieht das vorliegende
Beispiel eine Zeilenelektrode und ein Verfahren zur
Bildung einer Zeilenelektrode vor, das die Zuverlas-
sigkeit und die Ergiebigkeit verbessert.

[0028] In folgendem Bezug auf die Abbildung aus
Fig. 4 zeigt diese eine seitliche Schnittansicht einer
gemal einem weiteren Beispiel anodisierten Zeilen-
elektrode. In dem Beispiel aus Fig. 4 wird auf einem
Substrat 400 eine Zeilenelektrode 402 gebildet. In
dem vorliegenden Beispiel umfasst die Zeilenelektro-
de 402 ein leitfahiges Material, wie etwa Aluminium.
Das vorliegende Beispiel setzt die Aluminiumzeilene-
lektrode 402 einem Anodisierungsprozess aus, wie
zum Beispiel unter Verwendung einer Zitronensau-
relésung, um den Anodisierungsprozess zu errei-
chen. Dabei wird die Aluminiumzeilenelektrode 402
mit einer Schicht Al,O, 404 Uberzogen. Obwohl in
dem vorliegenden Beispiel Al,O, speziell erwahnt
wird, eignet sich das vorliegende Beispiel auch gut
fur den Einsatz verschiedener anderer Stochiometri-
en. Das heil}t, die vorliegende Erfindung eignet sich
gut zur Bildung eines anodisierten Uberzugs, der Al-
O, umfasst.

[0029] In folgendem Bezug auf die Abbildung aus
Eig. 5 zeigt diese eine seitliche Schnittansicht eines
weiteren Beispiels einer anodisierten Zeilenelektro-
de. In dem Beispiel aus Eig. 5 weist ein Substrat 500
eine darauf ausgebildete Zeilenelektrode 502 auf. In
dem vorliegenden Beispiel umfasst die Elektrode 502
ein leitfahiges Material, wie zum Beispiel Aluminium
504 mit einem Uberzug der oberen Oberfliche 506
mit einem anderen leitfahigen Material, wie zum Bei-
spiel Tantal. Das vorliegende Beispiel setzt die Alumi-
niumzeilenelektrode 502 mit Tantalliberzug einem
beispielhaften Anodisierungsprozess aus, wie zum
Beispiel unter Verwendung einer Zitronensaurelo-
sung flr die Realisierung des Anodisierungsprozes-
ses. Dadurch werden die ausgesetzten Aluminium-
abschnitte der Zeilenelektrode 502 (z.B. die unteren
seitlichen Abschnitte der Zeilenelektrode 502) mit ei-
ner Schicht Al,O, 508 lberzogen. Nach dem Anodi-
sierungsprozess gemaf der vorliegenden Erfindung
sind die Tantalliberzugsabschnitte der Zeilenelektro-
de 502 (z.B. die obere Oberflache 506 der Zeilene-
lektrode 502) mit Ta,O, 510 Uberzogen. Wie dies vor-

stehend im Text beschrieben worden ist, wird die Zei-
lenelektrode 502 dem vorstehend beschriebenen An-
odisierungsprozess an den Oberflachenbereichen
der Zeilenelektrode 502 ausgesetzt, die nicht leitfahig
sein mussen (z.B. andere Bereiche als die Teilpixel-
bereiche und Anschlussflachen). In dem vorliegen-
den Beispiel der Erfindung, in dem die Zeilenelektro-
de ausgesetzte Regionen sowohl aus Aluminium als
auch aus Tantal aufweist, wird die Anodisierung des
Aluminiums und des Tantals gleichzeitig erreicht.

[0030] In folgendem Bezug auf die Abbildung aus
Fig. 6 zeigt diese eine seitliche Schnittansicht eines
weiteren Beispiels einer anodisierten Zeilenelektro-
de. In dem Beispiel aus Fig. 6 weist ein Substrat 600
eine daran ausgebildete Zeilenelektrode 602 auf. In
dem vorliegenden Beispiel umfasst die Zeilenelektro-
de 602 ein leitfahiges Material, wie zum Beispiel Alu-
minium 604, vollstandig Uberzogen mit einem ande-
ren leitfahigen Material, wie zum Beispiel Tantal 606.
Das vorliegende Beispiel setzt die mit Tantal Gberzo-
gene Aluminiumzeilenelektrode 602 einem Anodisie-
rungsprozess aus, wie zum Beispiel unter Verwen-
dung einer Zitronensaureldsung, um den Anodisie-
rungsprozess zu erreichen. Dabei wird die mit Tantal
Uberzogene Zeilenelektrode 602 mit Ta,O, 608 lber-
zogen. Obwohl in dem vorliegenden Beispiel Ta,O,
speziell erwahnt wird, eignet sich die vorliegende Er-
findung auch gut zum Einsatz verschiedener anderer
Stdéchiometrien. Das heif3t, die vorliegende Erfindung
eignet sich gut fir die Bildung eines anodisierten
Uberzugs, der Ta,0, umfasst. Wie dies bereits vor-
stehend im Text beschrieben worden ist, wird die mit
Tantal Uberzogene Zeilenelektrode 602 dem vorste-
hend beschriebenen Anodisierungsprozess an den
Oberflachenbereichen der mit Tantal Uberzogenen
Zeilenelektrode 602 ausgesetzt, die nicht leitfahig
sein mussen (z.B. andere Bereiche als die Teilpixel-
bereiche und die Anschlussflachen). Das vorliegende
Beispiel weist ferner einen erheblichen Vorzug auf.
Im Besonderen ist es bei einem derartigen Beispiel
moglich, die mit Tantal Uberzogene Zeilenelektrode
602 dem Anodisierungsprozess auszusetzen, ohne
zuerst diese Oberflachenbereiche der mit Tantal
Uberzogenen Zeilenelektrode 602 zu maskieren, die
leitfahig sein missen (z.B. Teilpixelbereiche und An-
schlussflachen). Das heifdt, da die Zeilenelektrode
vollstandig mit Tantal uberzogen ist, wird durch den
Anodisierungsprozess nur Ta,O, gebildet. Im Gegen-
satz zu Al,O, kann Ta,O; leicht von der Oberflache
der Zeilenelektrode entfernt werden. In einem derar-
tigen Beispiel wird somit die ganze Oberflache der
mit Tantal Uberzogenen Zeilenelektrode anodisiert,
und das Ta,O, wird einfach zum Beispiel von den Teil-
pixelbereichen und den Anschlussflachen entfernt.
Bei einem derartigen Beispiel ist somit ein umfassen-
der Anodisierungs-Maskierungsschritt erforderlich,
bevor die mit Tantal iberzogene Zeilenelektrode dem
Anodisierungsprozess ausgesetzt wird.
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[0031] In folgendem Bezug auf die Abbildung aus
Fig. 7A zeigt diese eine seitliche Schnittansicht einer
Zeilenelektrode. In dem vorliegenden Ausfiihrungs-
beispiel weist das Substrat 700 eine daran ausgebil-
dete Zeilenelektrode 702 auf. Die Zeilenelektrode
702 aus Fig. 7A weist ferner die Anschlussregionen
704a und 704b auf. In dem vorliegenden Ausfih-
rungsbeispiel wird die Zeilenelektrode 702 aus einem
leitfahigen Material gebildet, wie zum Beispiel aus
Aluminium. Obgleich eine derartige Zeilenelektro-
denstruktur in dem vorliegenden Ausfuhrungsbei-
spiel erwahnt wird, eignet sich die vorliegende Erfin-
dung auch gut fir ein Ausfihrungsbeispiel, bei dem
die Zeilenelektrodenstruktur eine Materialkombinati-
on umfasst. Eine derartige Materialkombination um-
fasst zum Beispiel eine Aluminiumzeilenelektrode,
die teilweise mit Tantal Uberzogen ist, eine Alumini-
umelektrode, die vollstandig mit Tantal iberzogen ist,
und dergleichen.

[0032] In folgendem Bezug auf die Abbildung aus
Fig. 7B scheidet das vorliegende Ausflihrungsbei-
spiel danach eine Widerstandsschicht 706 tber Ab-
schnitte der Zeilenelektrode 702 ab. Wie dies in dem
Ausfuhrungsbeispiel aus Eig. 7B dargestellt ist, wird
die Widerstandsschicht 706 Uber der Zeilenelektrode
702 abgeschieden, mit Ausnahme der Anschlussfla-
chen 704a und 704b. In dem vorliegenden Ausfuh-
rungsbeispiel wird eine Widerstandsschicht 706 aus
Siliziumkarbid (SiC), Cermet oder einer Kombination
aus zwei Schichten gebildet. Obgleich die Abschei-
dung einer Widerstandsschicht in dem vorliegenden
Ausfuhrungsbeispiel erwahnt wird, eignet sich die
vorliegende Erfindung auch gut fir ein Ausfihrungs-
beispiel, bei dem eine Widerstandsschicht nicht di-
rekt oben auf die Zeilenelektrode 702 abgeschieden
wird.

[0033] In folgendem Bezug auf die Abbildung aus
Eig. 7C wird in dem vorliegenden Ausfuhrungsbei-
spiel danach eine dielektrische Zwischenmetall-
schicht 708 Uber die Widerstandsschicht 706 und die
Zeilenelektrode 702 abgeschieden. Wie dies in der
Abbildung aus Fig. 7C dargestellt ist, wird die dielek-
trische Zwischenmetallschicht 708 Uber die ganze
Oberflache der Zeilenelektrode 702 abgeschieden,
einschliellich der Anschlussflachen 704a und 704b.
In dem vorliegenden Ausflihrungsbeispiel umfasst
die dielektrische Zwischenmetallschicht 708 ferner
ein nicht leitfahiges Material, wie zum Beispiel Silizi-
umdioxid (SiO,). In dem vorliegenden Ausfihrungs-
beispiel wird die Abscheidung der dielektrischen Zwi-
schenmetallschicht 708 unter Verwendung einer nor-
malen Zwischenmetall-Abscheidungsmaske erreicht,
die leicht modifiziert worden ist, um die Abscheidung
des dielektrischen Zwischenmetallmaterials auf die
Anschlussflachen 704a und 704b der Zeilenelektro-
de 702 vorzusehen. Hiermit wird jedoch festgestellt,
dass die Abscheidung des dielektrischen Zwischen-
metallmaterials unter Verwendung verschiedener an-

derer Maskierungsarten und Maskierungsmethoden
erreicht werden kann.

[0034] In weiterem Bezug auf die Abbildung aus
Fig. 7C konnen Fehler auftreten, wie dies bereits vor-
stehend im Text beschrieben worden ist, welche den
Zustand der Feldemissionsanzeigestruktur ver-
schlechtern oder funktionsunfahig machen kénnen.
Zum Beispiel konnen die Abschnitte der Zeilenelekt-
rode frei bleiben, wenn die Abscheidung der ver-
schiedenen Schichten Uber der Zeilenelektrode nicht
einheitlich oder vollstandig ist, oder wenn sich die
Schichten im Zustand verschlechtern (z.B. durch At-
zen oder Korrosion) durch folgende Prozessschritte.
Das heifl3t, Abschnitte der Zeilenelektroden 702 kon-
nen weiter frei liegen, auch nach der Abscheidung
der Widerstandsschicht 706 und nach der Abschei-
dung der dielektrischen Zwischenmetallschicht 708.
Die uneinheitliche Abscheidung oder Zustandsver-
schlechterung der Schichten zwischen der Zeilene-
lektrode und der Spaltenelektrode kénnen zu der
Existenz von nicht leitfahigen Pfaden fiihren, die sich
von der Zeilenelektrode zu der Spaltenelektrode er-
strecken. Ein derartiger Kurzschluss kann die Felde-
missionsanzeigenvorrichtung fehlerhaft gestaltet und
sogar funktionsunfahig machen. Alle der vorstehend
beschriebenen Fehler fihren zu einer schlechteren
Zuverlassigkeit und Ergiebigkeit der Feldemissions-
anzeigenvorrichtung. Das vorliegende Ausfuhrungs-
beispiel verhindert derartige Fehler auf die folgende
Art und Weise. Die vorliegende Erfindung setzt die
mit Widerstand und dielektrischem Zwischenmetall
Uberzogene Zeilenelektrode 702 einem Anodisie-
rungsprozess aus. Indem die mit Widerstands- und
dielektrischer Zwischenmetallschicht (berzogene
Zeilenelektrode 702 einem Anodisierungsprozess
ausgesetzt wird, wird jeder frei liegende Abschnitt der
Zeilenelektrode 702 in vorteilhafter Weise anodisiert.
In dem vorliegenden Ausfihrungsbeispiel wird der
Anodisierungsprozess durch die dielektrische Zwi-
schenmetallschicht 708 und die Widerstandsschicht
706 ausgeflihrt. Als Folge dessen wird auf allen frei
liegenden Abschnitten der Aluminiumzeilenelektrode
702 eine Schicht Al,O, gebildet. Hiermit wird festge-
stellt, dass der Anodisierungsprozess in der Bildung
verschiedener anderer Uberziige resultieren kann,
wie etwa Ta,0O;, wenn die Zeilenelektrode mit Tantal
ummantelt oder Uberzogen ist. Hiermit wird festge-
stellt, dass in dem vorliegenden Ausfuhrungsbeispiel
das zum Anodisieren der frei liegenden Abschnitte
der Zeilenelektrode verwendete Elektrolyt so ausge-
wahlt werden muss, dass es die Widerstandsschicht
oder die dielektrische Zwischenmetallschicht nicht
angreift.

[0035] Vorgesehen ist gemal der vorliegenden Er-
findung somit ein Verfahren zur Bildung einer Zeilen-
elektrode, die weniger anfallig ist fir Beschadigun-
gen wahrend weiteren Prozessschritten, die wahrend
der Fertigung der Feldemissionsanzeigevorrichtung
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zum Einsatz kommen. Die vorliegende Erfindung
sieht somit ein Verfahren zur Bildung einer Zeilene-
lektrode vor fur den Einsatz in einer Feldemissions-
anzeigevorrichtung, wobei die Zeilenelektrode das
Auftreten von Zeilen-Spalten-Kurzschliissen redu-
Ziert.

[0036] Vorgesehen ist gemal der vorliegenden Er-
findung ein Verfahren zur Bildung einer Zeilenelektro-
de, das die Zuverlassigkeit und die Ergiebigkeit ver-
bessert.

[0037] Die vorstehende Beschreibung der vorlie-
genden Erfindung dient Zwecken der Veranschauli-
chung und ist nicht abschlieRend oder schrankt die
Erfindung auch nicht auf die prazise offenbarten Aus-
fuhrungen ein, vielmehr sind offensichtlich zahlreiche
Modifikationen und Abanderungen in Bezug auf die
vorstehenden Lehren gemall dem Umfang der an-
hangigen Anspriiche mdglich.

Patentanspriiche

1. Verfahren zum schitzenden Verarbeiten einer
Zeilenelektrode in einer Feldemissionsanzeigevor-
richtung, wobei das Verfahren folgendes umfasst:

a) das Abscheiden einer Widerstandsschicht Uber
Abschnitten der genannten Zeilenelektrode;

b) das Abscheiden einer dielektrischen Zwischenme-
tallschicht Uber der genannten Zeilenelektrode, wo-
bei die genannte dielektrische Zwischenmetallschicht
Uber Abschnitten der genannten Widerstandsschicht
abgeschieden wird sowie Uiber Anschlussflachen der
genannten Zeilenelektrode; und

c) das Aussetzen der genannten Zeilenelektrode, die
darauf angeordnet die genannte Widerstandsschicht
und die genannte dielektrische Zwischenmetall-
schicht aufweist, einem Anodisierungsverfahren, so
dass frei liegende Bereiche der genannten Zeilene-
lektrode anodisiert werden.

Es folgen 6 Blatt Zeichnungen
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Anhangende Zeichnungen

FIG. 1A

(STAND DER TECHNIK)

FIG. 1B

(STAND DER TECHNIK)
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